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Dysza palnika plazmowego do natrysku materiatami,
zwlaszcza niskotopliwymi

Przedmiotem wynalazku jest dysza palnika plazmowego do natrysku materiatami, zwtaszcza niskotopliwy-
mi o temperaturze topnienia ponizej 1200°C, takimi jak organiczne tworzywa sztuczne, materiaty nieorganiczne,
np. niskotopliwe emalie szkliste oraz metale i stopy.

Stan techniki. Znana i stosowana dysza palnika plazmowego stanowi walec wykonany z miedzi, od strony
palnika plazmowego zakoriczony kolnierzem, zawierajacy umieszczony wewnatrz centrycznie kanat gazéw
plazmowych otoczony kanatami dla przeptywu wody chiodzacej dysz¢. Dysze tego typu z uwagi na znaczng
koncentracje energii cieplnej znajdujg zastosowanie wylacznie w procesach natrysku materiatami wysokotopli-
wymi.

Istota wynalazku. W dyszy palnika plazmowego wedtug wynalazku kanat gazéw plazmowych w czesci
wylotowej zakoiiczony jest komora, korzystnie w ksztalcie stozka, ktéra jest zwigzana z walcem dyszy w spos6b
roztaczny lub nieroziaczny, przy czym komora umieszczona jest w obudowie zaopatrzonej w kanaty do wprowa-
dzania gazéw i otoczona jest ptaszczem stanowiacym zbiornik gazéw.

) Dysza palnika plazmowego wedtug wynalazku umozliwia dzigki dekoncentraciji energu cieplnej przeprowa-
dzenie procesu natrysku materiatami nisko topliwymi, co dotychczas przy znanych konstrukcjach dysz nie byto
mozliwe. Zaleta wynalazku jest réwniez zastosowanie w dyszy, w czesci wylotowej ostony gazowej gazéw
ochronnych lub reagujacych. Doprowadzenie gazé6w ochronnych zapobiega niekorzystnym procesom chemicz-
nym, ktére moglyby zachodzié w materiale natryskiwanym, natomiast gazy reagujace doprowadzane moga by¢
celem prowadzenia reakcji plazmowo — chemicznych.

Objasnienie rysunku. Dysza palnika plazmowego wedtug wynalazku zostata uwidoczniona w przyktado-
wym wykonaniu na rysunku w przekroju osiowym.

Przyktad wykonania wynalazku. Walec 1 wykonany z miedzi jest zakoriczony od strony palnika
plazmowego kotnierzem 2 i wewnatrz zaopatrzony jest w kanal gazéw plazmowych 3 otoczony kanatami 4 dla
przeptywu wody chtodzacej. Kanat gazéw plazmowych 3 w czeéci wylotowej zakoriczony jest komorg 5
w ksztalcie stozka, ktéra umieszczona jest w obudowie 6 zaopatrzonej w kanaty 7 do wprowadzania gazéw
i zakoriczona jest ptaszczem 8 stanowigcym zbiornik gazéw.
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Dziatanie dyszy wedlug wynalazku jest nastepujgce. Gaz plazmowy przeptywajgc przez kanat gazow
plazmowych 3 wkomorze 5 ulega rozprgzZeniu, co daje efeki dekoncentracji energii cieplnej. Znajdujacy sie
w ptaszczu 8 gaz ochronny lub reagujacy kanatami 7 przeptywa do komory 5.

Zastrzezenie patentcwe

Dysza palnika plazmowego do natrysku materiatami, zwtaszcza niskotopliwymi stanowigca walec wykona-
ny z miedzi od strony palnika plazmowego zakoriczony kotnierzem, zawierajacy umieszczony wewngtrz koncen-
trycznie kanal gazéw plazmowych iotoczony kanatami dla przeptywu wody chlodzacej, znamienna
ty m, ze kanal gazéw plazmowych (3) w czesci wylotowej zakoriczony jest komorg (5), korzystnie w k-ztat-
cie stozka, ktora jest zwigzana z walcem (1), przy czym komora (5) umieszczona jest w obudowie (6) zaopatrzo-
nej w kanaty (7) do wprowadzania gazow i otoczona jest ptaszczem (8) stanowiacym zbiornik gazow.
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